















































































































































































































































	[표제지 등]
	제출문
	요약문
	SUMMARY
	목차
	제1장 서설
	제2장 III-V계 광도파로 구조 설계
	제1절 서론
	제2절 광도파로 이론
	가. AlxGa₁-xAs(이미지참조)의 굴절율 계산
	나. 평면 슬랩 도파로 이론
	(1) 대칭 3층 슬랩 도파로
	(2) 4층 슬랩 도파로
	(3) 5층 대칭 슬랩 도파로


	제3절 유효굴절율 방법을 이용한 광도파로 설계
	제4절 결론

	제3장 Arrayed 도파로 격자소자 설계
	제1절 서론
	제2절 Finite Difference Beam Propagation Method
	가. 전파상수의 계산
	나. 5층구조의 단일 도파로

	제3절 광소자 구조 설계
	가. NXN star coupler
	나. NXN array multiplexer

	제4절 결론

	제4장 광도파로의 광손실 특성
	제1절 서론
	제2절 광손실의 계산방법
	가. 복사손실 계산 방법
	나. 전파손실 계산

	제3절 실험
	가. 도파로 제작
	나. 복사손실 측정
	다. 전파손실 측정

	제4절 결론

	제5장 Al0.05Ga0.95As／GaAs／Al0.05Ga0.95(이미지참조)As embedded 형태의 도파로 제작
	제1절 서론
	제2절 도파로 제작 과정
	가. 기판성장 및 디자인
	나. lithography 공정
	다. RIE 공정

	제3절 측정 및 결과
	가. Embedded 형태의 광 도파로 제작 및 측정
	나. Embedded 형태 단일모드 광 도파로의 전파손실 측정

	제4절 결론[원문불량;p.105]

	제6장 결론
	참고문헌

	[title page etc.]
	SUMMARY
	Contents
	Chapter 1. Introduction
	Chapter 2. Design of III-V optical waveguide structure
	Section 1. Introduction
	Section 2. Optical waveguide theory
	A. Calculation of the index of AlxGa1-xAs
	B. Planar slab waveguide theory
	(1) Symmetric(Symetric) 3 layer slab waveguide
	(2) Asymmetric(Asymetric) 4 layer slab waveguide
	(3) Symmetric(Symetric) 5 layer slab waveguide


	Section 3. Design of single mode waveguide using effective index method
	Section 4. Conclusion

	Chapter 3. Design of Arrayed waveguide multiplexer
	Section 1. Introduction
	Section 2. Finite Difference Beam Propagation Method
	A. Calculation of propagation constant
	B. Single waveguide of 5 layer waveguide

	Section 3. Design of optical device structure
	A. NXN star coupler
	B. NXN array multiplexer

	Section 4. Conclusion

	Chapter 4. Optical loss of waveguide
	Section 1. Introduction
	Section 2. Calculation of optical loss
	A. Calculation of bend radiation loss
	B. Calculation of propagation loss

	Section 3. Measurement
	A. Waveguide fabrication
	B. Measurement of radiation loss
	C. Measurement of propagation loss

	Section 4. Conclusion

	Chapter 5. The fabrication of Al0.05Ga0.95As／GaAs／Al0.05Ga0.95As embedded type waveguide(이미지참조)
	Section 1. Introduction
	Section 2.The fabrication process of waveguide
	A. Epitaxy and design
	B. The process of lithography
	C. The process of RIE(Reactive Ion Etching)

	Section 3. Measurement and result
	A. The characteristic of embedded type waveguide
	B. Propagation loss of single mode embedded waveguide

	Section 4. Conclusion[원문불량;p.105]

	Chapter 6. Conclusion
	Reference

	칼라


MONO1199407807

120

1993

과학기술처

Optical Gate 기술 개발, 제1차년도

<body>[표제지 등]

</body>

<body>제출문

</body>

<body>요약문

</body>

<body>SUMMARY

</body>

<body>칼라

</body>

<body>목차

제1장 서설 13

제2장 III-V계 광도파로 구조 설계 16

 제1절 서론 16

 제2절 광도파로 이론 17

  가. AlxGa₁-xAs(이미지참조)의 굴절율 계산 17

  나. 평면 슬랩 도파로 이론 21

   (1) 대칭 3층 슬랩 도파로 22

   (2) 4층 슬랩 도파로 26

   (3) 5층 대칭 슬랩 도파로 31

 제3절 유효굴절율 방법을 이용한 광도파로 설계 45

 제4절 결론 48

제3장 Arrayed 도파로 격자소자 설계 50

 제1절 서론 50

 제2절 Finite Difference Beam Propagation Method 51

  가. 전파상수의 계산 54

  나. 5층구조의 단일 도파로 55

 제3절 광소자 구조 설계 57

  가. NXN star coupler 57

  나. NXN array multiplexer 61

 제4절 결론 67

제4장 광도파로의 광손실 특성 68

 제1절 서론 68

 제2절 광손실의 계산방법 69

  가. 복사손실 계산 방법 69

  나. 전파손실 계산 74

 제3절 실험 75

  가. 도파로 제작 75

  나. 복사손실 측정 82

  다. 전파손실 측정 86

 제4절 결론 89

제5장 Al0.05Ga0.95As／GaAs／Al0.05Ga0.95(이미지참조)As embedded 형태의 도파로 제작 91

 제1절 서론 91

 제2절 도파로 제작 과정 91

  가. 기판성장 및 디자인 93

  나. lithography 공정 94

  다. RIE 공정 96

 제3절 측정 및 결과 98

  가. Embedded 형태의 광 도파로 제작 및 측정 98

  나. Embedded 형태 단일모드 광 도파로의 전파손실 측정 100

 제4절 결론[원문불량;p.105] 104

제6장 결론 114

참고문헌 116

</body>

[title page etc.] 

SUMMARY 

Contents

Chapter 1. Introduction 13

Chapter 2. Design of III-V optical waveguide structure 16

 Section 1. Introduction 16

 Section 2. Optical waveguide theory 17

  A. Calculation of the index of AlxGa1-xAs 17

  B. Planar slab waveguide theory 21

   (1) Symmetric(Symetric) 3 layer slab waveguide 22

   (2) Asymmetric(Asymetric) 4 layer slab waveguide 26

   (3) Symmetric(Symetric) 5 layer slab waveguide 31

 Section 3. Design of single mode waveguide using effective index method 45

 Section 4. Conclusion 48

Chapter 3. Design of Arrayed waveguide multiplexer 50

 Section 1. Introduction 50

 Section 2. Finite Difference Beam Propagation Method 51

  A. Calculation of propagation constant 54

  B. Single waveguide of 5 layer waveguide 55

 Section 3. Design of optical device structure 57

  A. NXN star coupler 57

  B. NXN array multiplexer 61

 Section 4. Conclusion 67

Chapter 4. Optical loss of waveguide 68

 Section 1. Introduction 68

 Section 2. Calculation of optical loss 69

  A. Calculation of bend radiation loss 69

  B. Calculation of propagation loss 74

 Section 3. Measurement 75

  A. Waveguide fabrication 75

  B. Measurement of radiation loss 82

  C. Measurement of propagation loss 86

 Section 4. Conclusion 89

Chapter 5. The fabrication of Al0.05Ga0.95As／GaAs／Al0.05Ga0.95As embedded type waveguide(이미지참조) 91

 Section 1. Introduction 91

 Section 2.The fabrication process of waveguide 91

  A. Epitaxy and design 93

  B. The process of lithography 94

  C. The process of RIE(Reactive Ion Etching) 96

 Section 3. Measurement and result 98

  A. The characteristic of embedded type waveguide 98

  B. Propagation loss of single mode embedded waveguide 100

 Section 4. Conclusion[원문불량;p.105] 104

Chapter 6. Conclusion 114

Reference 116

칼라

jpg



